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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

本研究では、水圏で機能する新しい機能性材料の創出と最適化を行うための実験を
行い、その表面物性を評価する。具体的な機能性材料として、窒化ガリウム半導体
表面を刺激応答性有機低分子で修飾し、電気化学的特性の重金属イオン特異性を評
価することを目的とした研究を行った。

実験
Experimental

ウエハスピン洗浄装置（KT-111）またはUVオゾンクリーナー（KT-230）を用いて
窒化ガリウム半導体表面を活性化し、シランカップリング反応によって炭化水素鎖
を結合させて表面を疎水化する。この表面を、更に重金属特異吸着性を示すリポポ
リマーを含む脂質単分子膜で被覆する。この有機分子積層構造をもつ半導体の、溶
液中で異なる重金属の濃度に応じた電気化学特性の変化を測定する。

結果と考察
Results and Discussion

ウエハスピン洗浄装置を用いたピラニア洗浄、UVオゾンクリーナーによる表面洗浄
によって、いずれの場合も窒化ガリウム半導体表面を超親水処理した。この基板を
溶液セル中に封入し、親水基に重金属特異吸着性を示すリポポリマーを含む脂質単
分子膜で被覆してから、その電気化学特性を測定した（図1）。これまでの測定に
よって、溶液中のカドミウムイオン濃度が10−4 M程度以上で閾値電圧の有意な上昇
が見られた（図2）。今後更なる感度の最適化などを進める。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

図1：リポポリマーブラシを担持する窒化ガリウム半導体の、[Cd2+] = 10 mMにお
けるVg-Id曲線

図・表・数式 2
Figures, Tables and

Equations 2

図2：閾値電圧の[Cd2+]依存性。[Cd2+] = 1 μMで閾値電圧の上昇が測定された。
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